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１．研究計画の概要 

本計画研究では、 

○光–分子強結合反応場の構成要素となる

ナノオブジェクト（金属・誘電体等）を、 

○リソグラフィ技術に基づくトップダウン

微細加工プロセスによって 

○μm〜nm の精度で自在なパターン形状に

成形した反応サイト上へ、 

○反応サイトの化学的相互作用を推進力と

してナノオブジェクトを精密配置する、 

意図的な設計に基づく自在な形状を有する

光–分子強結合反応場を構築するための微

細加工・微細組立技術を開発する。 

さらに、本特定領域研究で蓄積される光− 

分子強結合場に関する知見を基に、 

○強結合場の局所性を利用した高分解能光

リソグラフィ技術の開発に挑む。 
 

２．研究の進捗状況 

 真空紫外リソグラフィに基づいた、サブミ

クロンレベルの金ナノ粒子配置構造、走査型

プローブリソグラフィに基づいた、金ナノ粒

子単一粒子幅の配列構造の作製に成功した。

また、強結合場リソグラフィに向けての反応

性単分子膜を開発し、その感光性・微細加工

特性についても確認するに至っている。 

 

３．現在までの達成度 

 ②おおむね順調に進展している。 

 （理由） 

１）単分子膜リソグラフィおよび金ナノ粒子

配置に関する研究ついては、順調に研究が進

展している。 

２）光強結合場リソグラフィに関しては、よ

うやく糸口がつかめた段階であり、当初の計

画よりも１年程度進行が遅れている。 

 

４．今後の研究の推進方策 

１）金ナノ粒子配置構造に関しては、光機能

の評価に関する研究を中心にすすめる予定

である。我々の研究グループだけでは、評価

手段が限られるため、共同研究を積極的に推

し進める。 

２）強結合場リソグラフィについては、最低

でも原理確認まで到達することを目指す。こ

れまでに作製した試料の近接場露光実験を

中心に進める。 

 

５. 代表的な研究成果 

（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に

は下線） 
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